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Vorrichtung zum Ersetzen des Luftsauerstof f s 
durch ein Inertgas aus einer laminaren 
Luf tgrenzschicht sowie Verwendung derselben 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung gema£ dem 
Oberbegriff des Hauptanspruchs, insbesondere eine 
Vorrichtung zum Ersetzen des Luf tsauerstof f s durch 
ein Inertgas, zum Beispiel Stickstoff auf zumindest 
der einen Seite befindlichen laminaren 

Luf tgrenzschicht von in Transportrichtung bewegten 
Substraten, beispielsweise schnell laufenden 

Materialbahnen, mit einer nur zu dem Substrat hin 
offenen und ansonsten von dem umgebenden AuSenraum 
abgeschlossenen ersten Kammer, die an ihrer in 
Transportrichtung vorderen und sich quer, 
vorzugsweise rechtwinklig zu dieser erstreckenden 
AbschluSkante eine vordere Koronaelektrode fur eine 
hohe Gleichspannung mit einer vorderen Gegenelektrode 
auf der anderen Seite des Substrats und die in 
Transportrichtung hinter der vorderen Koronaelektrode 
auf derselben Seite des Substrats wie diese an der 
hinteren, sich ebenfalls quer, vorzugsweise 
rechtwinklig zu der Transportrichtung erstreckenden 
hinteren Abschlusskante eine weitere Koronaelektrode 
fur eine hohe Gleichspannung mit einer weiteren 
Gegenelektrode auf der anderen Seite des Substrats 
aufweist, und mit einer Einrichtung zum Zufiihren des 
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Inertgases sowie eine Verwendung derselben. 

Eine solche Vorrichtung ist zum Einsatz beim 

Bogenof f setdruck bekannt (DE-100 50 217 Al) , bei der 
allerdings die erste Kammer die Einrichtung zum 
Zufuhren des Inertgases aufweist . 

Es ist beim Trocknen (Harten) von UV-Farben oder 
-Lacken allgemein bekannt, daS der unmittelbar an der 
Farb- bzw. Lackoberf lache befindliche Sauerstoff der 
Luft mit den Fotoinit iatoren sogenannte freie 
Radikale bildet, welche die eigentliche Funktion der 
Fotoinitiatoren behindert, was O2 - Inhibierung genannt 
wird. Es mulS daher bei Anwesenheit von 

Luf tsauerstof f die Menge an teuren Fotoinitiatoren 
entsprechend erhoht werden, was den Druck verteuert 
und daher unerwiinscht ist. 

Aus demselben Grunde werden UV-Trockner oder 
Plasmatrockner haufig als Kammern ausgebildet und 
diese mit dem Inertgas, beispielsweise Stickstoff 
gespiilt . Die Ein- und Auslauf spalte fur das Substrat 
sollen hierbei so klein als moglich sein, um die 
Stickstof fverluste in Grenzen zu halten. Solche 
Kammern sind an sich bekannt (DE-198 57 984 Al und 
DE-297 07 190 Ul) . 

Die bekannte gattungsgemafie Vorrichtung 

(DE-100 50 517 Al) gemaS dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1 ist mit einer solchen Kammer versehen, 
die mit Inertgas gespiilt wird. Hierbei wird die 
Abdichtung der Kammer in der Bogenof fsetdruckmaschine 
iiber die in Transportrichtung an der vorderen sowie 
hinteren Abschlusskante angeordneten vorderen 
Koronaelektrode bzw. weiteren Koronaelektroden, die 
an eine hohe Gleichspannung angeschlossen sind, 



abgedichtet. Es wird dabei bei der bekannten 
gattungsgemaSen Vorrichtung von dem auch bekannten 
Prinzip Gebrauch gemacht, die gasformige laminare 
Luf tgrenzschicht , die von einem bewegten Substrat 
mitgefiihrt wird, fiber eine Koronaelektrode, welche an 
eine positive oder negative Hochspannung 
angeschlossen ist, mit einer zugeordneten 
Gegenelektrode auf der anderen Seite des Substrats in 
eine turbulente Stromung umzuwandeln (DE-195 2 5 453 
Al) . 

Die bekannte gattungsgemaSe Vorrichtung hat sich 
nicht bewahrt . Zum einen ist immer noch ein sehr 
grolSer Verbrauch an Stickstoff erforderlich, was die 
Kpsten fur den Betrieb der bekannten Einrichtung 
betrachtlich vergroSert . Zum anderen muS wegen des 
gleichwohl schlechten Wirkungsgrades noch erhebliche 
Energie fur die Trockner in Form der 
UV-Strahlungsquellen eingesetzt werden. Hinzu kommt 
die immer noch betrachtliche Menge an erf orderlichen 
teuren Fotoinit iatoren . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde , eine 
gattungsgemaSe Vorrichtung gemaS dem Oberbegriff des 
Hauptanspruchs so weiterzubilden sowie eine 
Verwendung derselben vorzuschlagen, mit denen die 
Menge an erf orderlichem Inertgas und damit die 
Betriebskosten betrachtlich reduziert werden konnen . 

Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemaSen 
Vorrichtung gemaS dem Oberbegriff des Hauptanspruchs 
erf indungsgemaS durch dessen kennzeichnende Merkmale, 
namlich dadurch gelost, da!5 die Einrichtung zum 
Zufuhren des Inertgases im Bereich des in 

Transportrichtung unmittelbar hinter dem 
Elektronen/Ionenstrom der weiteren Koronaelektrode 
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sich ausbildenden Unterdruckgebiets mundet . 

Die erf indungsgemafee Vorrichtung kann' in 

Druckmaschinen fur Tiefdruck, Flexodruck, 

Rollenof f setdruck oder Bogenof f setdruck und bei 
diversen Beschichtungsverf ahren, zum Beispiel in der 
Papier- oder Text ilindustrie eingesetzt werden, bei 
denen zunehmend UV-hartende Farben oder Lacke 
-allgemein UV-hartende Systeme genannt- eingesetzt 
werden. Diese enthalten einen bestimmten Anteil an 
sogenannten Fotoinit iatoren . Die Hartung bzw. 
Trocknung solcher Farben oder Lacke erfolgt in einem 
UV-Trockner. Dort werden abhangig von den verwendeten 
UV- Farben oder Lacken schmalbandige sogenannte 
UV-Excimerstrahler oder breitbandige UV-Strahler als 
Strahlungsquellen eingesetzt. Die Fotoinit iatoren 
absorbieren dabei einen Teil der angebotenen 
UV-Strahlungsenergie und losen die Polymarisat ion 
bzw. Hartung der UV-Farben oder Lacke aus . Man 
spricht auch von strahlenchemisch hartenden Systemen. 
Eng verwandt hiermit sind auch sogenannte 
Plasmatrockner , bei denen die Energie fur die Hartung 
von einer Hochf requenz - Koronaent 1 adung erzeugt wird, 
sowie das Harten durch Elektronenstrahlen (ES) bei 
denen die Erfindung auch anwendbar ist . 

Bei der Erfindung gelangt die mit dem in 
Transportrichtung bewegten Substrat mitgefuhrte 
laminare Luf tgrenzschicht in den Bereich der vorderen 
Koroanelekrode . Der an dieser vorhandene Elektronen- 
bzw. Ionenstrom, nachfolgend kurz 

Elektronen/Ionenstrom genannt, erzeugt einen Umschlag 
von einem laminaren in einen turbulenten Zustand an 
der Oberflache des bewegten Substrates auf dessen 
einer Seite, an der auch die vordere Koronaelektrode 
angeordnet ist . Die uber der laminaren 



Luf tgrenzschicht mitgeschleppte , meist turbulente 
Luf tschleppstromung wird vor der vorderen 
Koronaelektrode nach oben und von dem bewegten 
Substrat weg abgelenkt. Die sich hinter der vorderen 
Koronaelektrode bildende turbulente Luf tgrenzschicht 
wird in Transportrichtung hinter und mit Abstand von 
der bezuglich der vorderen Koronaelektrode 
vorzugsweise parallel angeordneten weiteren 

Koronaelektrode -bis auf eine weiter von dem Substrat 
mitbewegten laminaren Restgrenzschicht - senkrecht zur 
Oberflache des bewegten Substrates innerhalb der 
ersten Kammer nach oben als Hauptluf tstrom abgelenkt 
und in der geschlossenen ersten Kammer -entgegen der 
Transportrichtung- zuruck und wieder in dem Bereich 
der ersten Koronaelektrode bewegt . Durch die dort 
vorhandenen Liicken zwischen den einzelnen 
E 1 e kt r onen/ 1 onens t romen der einzelnen benachbarten 
Spitzen der vorderen Koronaelektrode gelangt dieser 
Hauptluf tstrom -entgegen der Transportrichtung- 
wieder auSerhalb der ersten Kammer in den diese 
umgebenden AuSenraum ins Freie und steigt zusammen 
mit der Luf tschleppstromung vor der vorderen 
Koronaelektrode senkrecht zum Substrat nach oben. 

Wegen des sogenannten Abrakelns der turbulenten 
Luf tgrenzschicht durch die weitere Koronaelektrode an 
der in Transportrichtung hinteren Kante der ersten 
-abgeschlossenen- Kammer entsteht hinter der dort 
angeordneten weiteren Koronaelektrode ein 

Unterdruckgebiet . Die im Bereich dieses 

Unterdruckgebiets miindende Einrichtung zum Zufiihren 
des Inertgases saugt dieses gewissermaSen in das 
Unterdruckgebiet an, so daS sich uber dem bewegten 
Substrat eine -neue- laminare Schicht, diesmal aber 
aus Inertgas als laminare Inertgasgrenzschicht mit 
geringem Turbulenzgrad auf baut . Wenn die fur eine 



ausreichende Inertisierung der laminaren 

Inertgasschicht erf orderliche Inertgasmenge in 
Abhangigkeit von der Geschwindigkeit des bewegten 
Substrates so eingestellt wird, daS ein geringer 
Inertgasleckstrom sich entgegen der Transportrichtung 
bewegt und zusammen mit dem abgelenkten 
Hauptluf tstrom in der ersten Kammer letztlich 
beziiglich dieser ins Freie gelangt, so fullt sich das 
ursprungliche Unterdruckgebiet hinter der weiteren 
Koronaelektrode vollstandig mit Inertgas, so da!5 
inf olgedessen dort ein geringer Uberdruck entsteht, 
welcher verhindert, dafi ein Luf tstrom aus dem die 
erste Kammer umgebenden AuSenraum angesaugt wird. 

Mit der erf indungsgemafien Vorrichtung wird der 
Verbrauch an Inertgas zur Inertisierung der bahnnahen 
Inertgasgrenzschicht hinter der weiteren 

Koronaelektrode im Vergleich zum Stand der Technik 
und bis zu 80 % reduziert, was eine nicht 
unbetrachtliche Einsparung an Betriebskosten 
bedeutet . Wegen des geringen Restsauerstof f gehaltes 
in der bahnnahen Grenzschicht kann auSerdem die 
erf orderliche Menge an teueren Fotoinitiatoren weiter 
reduziert werden. Zugleich ist dies mit einer Abnahme 
der von den Fotoinitiatoren ausgehenden storenden 
Geruchsbildung verbunden. Es sind deshalb kiinftig 
auch Produkte herstellbar, bei denen diese 
Geruchsbildung bisher aus hygienischen Grunden nicht 
tolerierbar war. 

Eine weitere merkbare Verbesserung der Wirkung der, 
erf indungsgemaSen Vorrichtung und daher auch der 
Vorteile wird erzielt, wenn man zwischen der weiteren 
Koronaelektrode und der Einrichtung zum Zufuhren des 
Inertgases eine weitere Kammer, vorzugsweise eine zu 
der ersten Kammer identische Kammer anordnet . Mit 
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dieser kann dann auch zumeist die laminare 
Restgrenzschicht beseitigt werden, was vor allem bei 
hoheren Geschwindigkeiten des bewegten Substrats von 
Bedeutung ist. 

Von Vorteil ist es, wenn unmittelbar hinter der 
Einrichtung zum Zufiihren des Inertgases ein Trockner 
in Form einer UV-Strahlungsquelle angeordnet wird. 
Wegen des geringen Sauerstof f gehaltes in der 
bahnnahen Inertgasschicht kann bei gleichzeitig sehr 
niedrigem Stickstof f verbrauch die fur eine 
ausreichende Hartung der UV-Farben und/oder UV-Lacke 
erf orderliche UV-Strahlungsleistung -bezogen auf 

den Stand der Technik- um etwa 4 0 % reduziert 
werden. Neben der Einsparung an elektrischer Energie 
wird daruberhinaus auch der Inf rarotanteil 
breitbandiger UV-Strahler reduziert, was bei der 
Verarbeitung warmeempf indlicher Substrate, wie 
PE-Folie von Vorteil ist. 

Wird in zweckmaSiger Ausgestaltung der Erfindung 
hinter der UV-Strahlungsquelle eine abschlieSende 
Abschluss-Koronaelektrode mit zugehoriger 

Gegenelektrode auf der anderen Seite des Substrates 
angeordnet und die ganze Anordnung nach Art einer 
Kammer gekapselt, so kann die im wesentlichen aus 
Inertgas bestehende, meist turbulente, fiber der 
Inertgasgrenzschicht bef indliche Schleppstromung in 
die von der gekapselten Ausbildung gebildete Kammer 
-entgegen der Transportrichtung- zuruckgeleitet 
werden, so daS ein Teil dieses Inertgases wieder fur 
die laminare Inertgasgrenzschicht zur Verfugung 
steht . Der Grund fur die Riickleitung ist der von dem 
Elektronen/Ionenstrom erzeugte St romungswider stand 
der Abschluss-Koronaelektrode. Wegen des damit 
verbunden geringen Druckanstiegs in der gekapselten 
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Kammer ist eine zusatzliche Reduzierung des 
Inertgasverbrauchs moglich. 

Weitere zweckmaSige Ausgestaltungen und 

Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
Unteranspriichen gekennzeichnet . 

Ein Ausf iihrungsbeispiel der Erfindung wird 
nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnung 
erlautert . In dieser zeigt : 

Figur 1 eine erste Ausf iihrungs form der erf indungs- 
gemaSen Vorrichtung, in schematischer 
Seitenansicht ; 

Figur 2 die Ausf iihrungs form gemaS Figur 1, in 
schematischer Frontansicht ; 

Figur 3 eine zweite Ausf iihrungs form der erfindungs- 
gemaSen Vorrichtung und 

Figur 4 eine dritte Ausf iihrungs form der erfindungs- 
gemaSen Vorrichtung. 

In Figur 1 * ist in schematischem Schnitt eine 
erf indungsgemaSe Vorrichtung dargestellt. Das in 
Transportrichtung 2 bewegte Substrat 1 als 
Materialbahn fuhrt eine laminare Luf tgrenzschicht 3 
mit sich. Die Vorrichtung ist ferner mit einer nur zu 
dem Substrat 1 hin offenen und an sonsten von dem 
umgebenden AuSenraum 40 abgeschlossenen Kammer 41, 
die an ihrer in Transportrichtung 2 vorderen und sich 
quer zu dieser erstreckenden Abschlusskante eine 
vordere Koronaelektrode 5 fur eine hohe 
Gleichspannung und mit einer vorderen Gegenelektrode 



7 auf der anderen Seite 42 des Substratrs 1 und die 
in Transportrichtung 2 hinter der vorderen 
Koronaelektrode (5) auf derselben Seite 4 0 des 
Substrats 1 wie diese im Bereich der hinteren, sich 
ebenfalls quer zur Transportrichtung 2 erstreckenden 
weiteren Abschlusskante eine weitere Koronaelektrode 
6 fur eine hohe Gleichspannung mit einer weiteren 
Gegenelektrode 8 in Form einer ruhenden 
Einzelelektrode auf der anderen Seite 42 des 
Substrats auf weist . Die vordere Gegenelektrode 7 ist 
hier beispielsweise als Leitwalze ausgebildet, die 
geerdet ist. 

Die erste Kammer 41 ist hierbei von der vorderen 
Koronaelektrode 5 sowie der weiteren Koronaelektrode 
6 und einer diese beiden abdeckenden, einzigen oberen 
Elektrodenabdeckung 19 sowie zwei die beiden 
Koronaelektroden 5, 6 seitlich abdeckenden seitlichen 
Elektrodenabdeckungen 20 gebildet . In 

Transportrichtung 2 hinter der weiteren 

Koronaelektrode 6 ist parallel zu dieser die 
Einrichtung zum Zufuhren des Inertgases, vorzugsweise 
Stickstoff, als Inertgasduse 15 angeordnet, die nahe 
beziiglich des Substrats 1 angeordnet und auf dieses 
ausgerichtet ist. 

Die Einrichtung zum Zufuhren des Inertgases weist 
einen Inertgasverteiler 14 auf, an welchem die 
Inertgasduse 15 angeordnet ist. 

Der Inertgasverteiler 14 ist mit einer in 
Transportrichtung 2 ruckseit igen, sich iiber die 
gesamte Breite des Substrats erstreckenden Blende 16 
und zwei parallel zur Transportrichtung sich bis nahe 
zu der Oberflache der einen Seite des Substrats 1 
erstreckenden seitlichen Blenden 21 versehen, wobei 



die senkrecht zu dem Substrat 1 verlaufende Blende 16 
mit dem ruckseitigen Ende des Inertgasverteilers 14 
vorzugsweise f luchtet . 

Die vordere Koronaelektrode 5 sowie die weitere 
Koronaelektrode 6 weisen jeweils in einer Ebene 
liegende, voneinander in einem RastermaS gleich 
beabstandete Einzelspit zenelektroden auf, wie dies in 
Figur 2 gezeigt ist, die uber 

Strombegrenzungswiderstande 2 9 an einen 

Hochspannungsgenerator 30 angeschlossen sind, der 
seinerseits mit Erde verbunden ist . Diese 
schematische Frontansicht zeigt den auch in Figur 1 
dargestellten schemat ischen Elektronen- Ionenstromen 
9, der den Umschlag der laminaren Stromung 3 in die 
turbulente Stromung 10 bewirkt . Die 

Einzelspit zenelektroden der weiteren 
Koronaelektrode 6 sind urn das halbe RastermaS 2 7 des 
Abstandes x/2 beziiglich des Rastermafies 2 6 des 
Abstandes x der Einzelspit zenelektroden der vorderen 
Koronaelektrode 5 versetzt. 

Bei der Erfindung gelangt die mit dem in 
Transportrichtung 2 bewegten Substrat 1 mitgefuhrte 
laminare Luf tgrenzschicht 3 in den Bereich der 
vorderen Koroanelekrode 5 . Der an dieser vorhandene 
Elektronen/ Ionenstrom 9 erzeugt einen Umschlag von 
einem laminaren in einen turbulenten Zustand als 
turbulente Luf tgrenzschicht 10 an der Oberflache des 
bewegten Substrates 1 auf dessen einer -in der 
Zeichnung oberen- Seite, an der auch die vordere 
Koronaelektrode 5 angeordnet ist. Die mitgeschleppte , 
meist turbulente Luf tschleppstromung 4 wird vor der 
vorderen Koronaelektrode 5 nach oben und von dem 
bewegten Substrat 1 weg abgelenkt . Die sich hinter 
der vorderen Koronaelektrode 5 bildende turbulente 



Luf tgrenzschicht 10 wird in Transportrichtung 2 
hinter und mit Abstand von der beziiglich der vorderen 
Koronaelektrode 5 vorzugsweise parallel angeordneten 
weiteren Koronaelektrode 6 -bis auf eine weiter von 
dem Substrat mitbewegten laminaren Restgrenzschicht 
23 (Figur 3) - senkrecht zur Oberflache des bewegten 
Substrates 1 innerhalb der ersten Kammer 41 nach oben 
als Haupt luf t strom 11 abgelenkt und in der 
geschlossenen ersten Kammer 41 entgegen der 
Transportrichtung 2 zuruck und wieder in den Bereich 
der ersten Koronaelektrode 5 bewegt . Durch die dort 
vorhandenen Liicken 2 8 zwischen den einzelnen 
Elektroden/Ionenstromen 9 der einzelnen benachbarten 
Spitzen der vorderen Koronaelektrode 5 gelangt dieser 
Hauptluf tstrom 11 -entgegen der Transportrichtung 2- 
wieder auSerhalb der ersten Kammer 41 in den diese 
umgebenden AuSenraum 4 0 ins Freie und steigt zusammen 
mit der Luf tschleppstromung 4 vor der vorderen 
Koronaelektrode 5 senkrecht zum Substrat 1 nach oben. 

Wegen des sogenannten Abrakelns der turbulenten 
Luf tgrenzschicht 10 durch die weitere Koronaelektrode 
6 an der in Transportrichtung 2 hinteren Kante der 
ersten -abgeschlossenen- Kammer 41 entsteht hinter 
der dort angeordneten weiteren Koronaelektrode 6 ein 
Unterdruckgebiet 12 . Die im Bereich dieses 
Unterdruckgebiets mundende Inertgasduse 15 zum 
Zufuhren des Inertgases saugt dieses gewisserma&en in 
das Unterdruckgebiet 12 an, so daS sich liber dem 
bewegten Substrat 1 eine -neue- laminare Schicht , 
diesmal aber aus Inertgas als laminare 
Inertgasgrenzschicht 17 mit geringem Turbulenzgrad 
auf baut . Wenn die fur eine ausreichende Inert isierung 
der laminaren Inertgasgrenzschicht 17 erf orderliche 
Inertgasmenge in Abhangigkeit von der Geschwindigkeit 
des bewegten Substrates so eingestellt wird, daS ein 
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geringer Inertgasleckstrom 18 sich entgegen der 
Transportrichtung 2 bewegt und zusammen mit dem 
abgelenkten Hauptluf tstrom 11 in der ersten Kammer 41 
letztlich bezuglich dieser ins Freie 40 gelangt, so 
fiillt sich das urspriingliche Unterdruckgebiet 12 
hinter der weiteren Koronaelektrode 6 vollstandig mit 
Inertgas, so daS inf olgedessen dort ein geringer 
Uberdruck entsteht, welcher verhindert, daS ein 
Luf tstrom aus dem die erste Kammer 41 umgebenden 
AuSenraum 4 0 angesaugt wird. 

Die zweite Aus fuhrungs form gemaS Figur 3 

unterscheidet sich von der ersten Ausf iihrungsf orm 
dadurch, daS zwischen der weiteren Koronaelektrode 6 
und dem Inertgasverteiler 14 bzw. der Inertgasdiise 15 
eine hintere Koronaelektrode 22 und eine weitere 
Kammer 43, abgeschlossen durch die 

Elektrodenabdeckung 19 und die beiden seitlichen 
Elektrodenabdeckungen 20 gebildet ist, in der nach 
der weiteren Koronaelektrode 6 sich eine turbulente 
Restgrenzschicht 24 aufbaut, ohne daS die nach der 
vorderen Koronaelektrode 5 noch vorhandene laminare 
Restgrenzschicht 23 meSbar vorhanden ist. 

Von dem Unterdruckgebiet 12 nach der hinteren 
Koronaelektrode 22 erstreckt sich ein 

Inertgasleckstrom 18, der zusammen mit dem nach oben 
abgelenkten Rest luf tstrom 25 -entgegen der 
Transportrichtung 2- in den Bereich der weiteren 
Koronaelektrode 6 und von dort zu dem abgelenkten 
Hauptluf tstrom 11 in die erste Kammer 41 und von 
dort, wie zu Figur 1 beschrieben, in den AuSenraum 4 0 
gelangt . 

Auch bei dieser Ausf iihrungsf orm sind, wie in Figur 2 
dargestellt, die Einzelspit zenelektroden der weiteren 



Elektrode 6 um das halbe RastermaS 27 des Abstandes 
x/2 beziiglich der vorderen Koronaelektrode 5 sowie 
der hinteren Koronaelektrode 22 versetzt. 

Die dritte Ausf lihrungsf orm gemaS Figur 4 
unterscheidet sich von der zweiten Ausf uhrungs form 
(Figur 3) dadurch, da£ unmittelbar hinter dem 
Inertgasverteiler 14 ein Trockner, in Form einer 
UV-Strahlungsquelle 34 mit einer diese abschlieSenden 
Quarzglasscheibe 35 angrenzt , die sich im 
wesentlichen parallel zu dem Substrat 1 erstreckt, so 
daS die sich von der Inertgasduse 15 gebildete 
laminare Inertgasgrenzschicht 17 ohne den storenden 
Sauerstoff sich positiv auf den Trockungs- bzw. 
Hartungsprozess auswirken kann. Hierbei wird die 
gesamte Anordnung mit einer unteren Abdeckung 3 7 
sowie zwei Seiten-Abdeckungen 3 6 versehen, die bis 
unterhalb des Substrates 1 reichen und eine in 
Transportrichtung 2 hinter der UV-Strahlungsquelle 34 
angeordneten Abschluss- Koronaelektrode 31, so date die 
laminare Inertgasgrenzschicht 17 in eine turbulente 
Inertgasgrenzschicht 33 umschlagt und die meist 
turbulente Schleppstromung des Intertgases 3 2 in den 
Raum 38 zwischen der Quarzglasscheibe 35 und dem 
Substrat 1 zuriickgestaut wird. Die turbulente 
Inertgasschicht 33 verlaSt die Einrichtung in den 
AuSenraum 4 0 . 
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ANSPRUCHE 



1. Vorrichtung zum Ersetzen des Luftsauerstof fes 
durch ein Inertgas z.B. N2 aus der zumindest einen 
laminaren Luf tgrenzschicht (3) von in 

Transportrichtung (2) bewegten Substraten (1) , 
beispielsweise schnell laufenden Materialbahnen mit 
einer nur zu dem Substrat hin offenen und ansonsten 
von dem umgebenden Aufienraum (40) abgeschlossenen 
ersten Kammer (41) , die im Bereich ihrer in 
Transportrichtung (2) vorderen und sich quer zu 
dieser erstreckenden AbschluSkante eine vordere 
Koronaelektrode (5) fur eine hohe Gleichsapannung mit 
einer vorderen Gegenelektrode (7) auf der anderen 
Seite (42) des Substrats (1) und die in 
Transportrichtung (2) hinter der vorderen 

Koronaelektrode (5) auf derselben Seite des Substrats 
(1) wie diese an der hinteren, sich ebenfalls quer zu 
der Transportrichtung (2) erstreckenden weiteren 
AbschluSkante eine weitere Koronaelektrode (6) fur 
eine hohe Gleichsapannung mit einer weiteren 
Gegenelektrode (8) auf der anderen Seite (42) des 
Substrats (1) aufweist, und mit einer Einrichtung zum 
Zufuhren des Inertgases (15), dadurch gekennzeichnet , 
daS die Einrichtung zum Zufuhren des Inertgases (15) 
im Bereich des in Transportrichtung (2) unmittelbar 



hinter dem Elektronen/Ionenstrom (9) der weiteren 
Koronaelektrode (6) sich ausbildenden 

Unterdruckgebiets (12) nuindet . 

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet , daS die Einrichtung zum Zuf uhren des 
Inertgases einen Inertgasverteiler (14) aufweist und 
als Inertgasduse (15) ausgebildet ist, die nahe zu 
dem Substrat (1) angeordnet ist, in dem 
Unterdruckgebiet (12) miindet und auf dieses 
ausgerichtet ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, da£ der Inertgasverteiler (14) mit 
einer in Transportrichtung (2) hinteren, sich iiber 
die gesamte Breite des Substrat s (1) erstreckenden 
Blende (16) und zwei parallel zur Transportrichtung 
sich bis nahe zu der Oberflache des Substrates (1) 
erstreckenden seitlichen Blenden (21) versehen ist. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daS die Blende (16) mit dem 
in Transportrichtung riickseitigen AbschluS des 
Inertgasverteilers (14) f luchtet . 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da£ die erste Kammer (41) von 
der vorderen (5) und der weiteren Koronaelektrode 
(6) , einer diese beiden abdeckenden einzigen oberen 
Elektrodenabdeckung (19) sowie zwei die beiden 
Koronaelektroden seitlich abdeckenden seitlichen 
Elektrodenabdeckungen (20) gebildet ist. 



6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daS die vordere und/oder die 
weitere Gegenelektrode (7,8) geerdet und als 
Leitwalze (7) ausgebildet ist . 

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daS die vordere und/oder die 
weitere Gegenelektrode (7,8) geerdet und als ruhende 
Elektrode (8) ausgebildet ist. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, da£ die vordere und/oder die 
weitere Koronaelektrode (5,6) voneinander in einem 
RastermaS (26) gleich beabstandet und in einer Ebene 
liegende Einzelspit zenelektroden aufweisen, die auf 
die eine Oberseite des Substrats (1) gerichtet sind. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daS die Einzelspitzenelektroden der 
vorderen Koronaelektode (5) urn das halbe RastenmaS 
(27) gegeniiber jenem RastermaS (26) der weiteren 
Koronaelektrode (6) verse tzt angeordnet sind. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, date zwischen der 
Inertgasediise (15) und der weiteren Koronaelektrode 
(6) unter Bildung einer weiteren Kammer (43) eine 
hintere Koronaelektrode (22) mit einer hinteren 
Gegenelektrode (8) angeordnet ist. 



11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet , daS die weitere Kammer (43) wie die 
erste Kammer (41) von einer hinteren Koronaelektrode 
(22) von der weiteren Koronaelektrode (6), einer 
diese beiden abdeckenden einzigen oberen 
Elektrodenabdeckung (19) sowie zwei diese beiden 
Koronaelektroden seitlich abdeckenden seitlichen 
Elektrodenabdeckungen (20) gebildet ist . 

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daS in Transportrichtung (2) 
unmittelbar hinter der Inertgasdiise (15) eine 
UV-Strahlungsquelle (34) mit einer diese 
abschlieSende Quarzglasscheibe (35) angeordnet ist, 
die sich parallel zu dem Substrat (1) erstreckt . 

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daS in Transportrichtung (2) 
hinter der Inertgasdiise (15) eine UV-Strahlungsquelle 
(34) mit einer AbschluS-Koronaelektrode (31) nebst 
einer AbschluS-Gegenelektrode (7) auf der anderen 
Seite des Substrats (1) angeordnet ist. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daS die AbschluS-Gegenelektrode (7) 
als geerdete Leitwalze ausgebildet ist. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch 
gekennzeichnet, daft die seitlichen 
Elektrodenabdeckungen (20) als seitlich neben dem 
Substrat (1) und bis auf dessen andere Seite (42) 
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gefiihrte Seiten-Abdeckung (36) ausgebildet ist, die 
auf der anderen Seite (42) mit einer unteren 
Kammerabdeckung (37) geschlossen ausgebildet ist. 

16. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 13 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet , daS die 
Abschlufi-Koronaelektrode (31) mit den 
Seiten-Abdeckungen (36) der unteren Kammerabdeckung 
(37) und den als Leitwalzen ausgebildeten 
Gegenelektroden (7) eine Kammerstruktur bilden. 

17. Verwendung der Vorrichtung in einem der 
Anspriiche 1 bis 16 bei Druckmaschinen fur Tiefdruck, 
Flexodruck, Rollenof f setdruck oder Bogenof f setdruck 
und bei Beschichtungsmaschinen, zum Beispiel in der 
Papier- oder Text ilindustrie . 



ELTEX-Elektrostatik GmbH 



S 22.649 P-DE 
(21.01.03/sa/st) 



Zusammenf assung 

Die Erfindung berifft eine Vorrichtung zum Ersetzen 
des Luf tsauerstof f es durch ein Inertgas z.B. N2 aus 
der zumindest einen laminaren Luf tgrenzschicht von in 
Transportrichtung bewegten Substraten, beispielsweise 
schnell laufenden Materialbahnen mit einer nur zu dem 
Substrat hin offenen und ansonsten von dem umgebenden 
AuSenraum abgeschlossenen ersten Kammer, die im 
Bereich ihrer in Transportrichtung vorderen und sich 
quer zu dieser erstreckenden AbschluSkante eine 
vordere Koronaelektrode fur eine hohe Gleichsapannung 
mit einer vorderen Gegenelektrode auf der anderen 
Seite des Substrats und die in Transportrichtung 
hinter der vorderen Koronaelektrode auf derselben 
Seite des Substrats wie diese an der hinteren, sich 
ebenfalls quer zu der Transportrichtung 

erstreckenden weiteren AbschluSkante eine weitere 
Koronaelektrode fur eine hohe Gleichsapannung mit 
einer weiteren Gegenelektrode auf der anderen Seite 
des Substrats aufweist, und mit einer Einrichtung zum 
Zufiihren des Inertgases. Die Erfindung zeichnet sich 
dadurch aus, dalS die Einrichtung zum Zufuhren des 
Inertgases im Bereich des in Transportrichtung 
unmittelbar hinter dem Elektronen/Ionenstrom der 
weiteren Koronaelektrode sich ausbildenden 

Unterdruckgebiets miindet . 
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